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[背景]  近年、反応性の有機ガスを用いて揮発性の高い有機金属化合物を生成することで原子層

を一層毎にエッチングする ALE技術(Atomic Layer Etching)が、注目をされており、既存の反応

性プラズマエッチング技術と組み合わせることで、原子レベルの高い加工精度をもつ低ダメージ

をエッチングプロセスの構築が可能ではないかと期待されている。これまでに、酸素を吸着させ

た Ni表面に対しヘキサフルオロアセチルアセトン(Hexafluoroacetylacetone: hfac)を吸着させて

Niを加熱した場合、hfac由来の有機金属化合物の脱離反応が報告されている[1]。しかしながら、

酸素吸着金属表面と hfacとの表面反応に関しては理解されていない。異方性エッチングプロセス

に応用するためには、低エネルギーイオン照射による影響により引き起こされる反応を明らかに

する必要がある。そのため本研究では、hfac吸着および低エネルギーイオン照射を行うことで低

ダメージおよび異方性を実現する ALE技術の開発を目的とし、Ni表面に対し酸素および hfacの

吸着を行った際のNi表面における化学結合状態を、XPS(X線光電子分光法)を用いることで明ら

かにした結果について報告する。 

[実験] 本研究では、反応性ガスと試料表面との反応を明らかにするため、X 線光電子分光装置お

よび反応性ガス吸着チャンバーを有する ALE表面反応解析装置を開発した。本実験では、反応性

ガス吸着チャンバーで試料（Ni, Cu)に hfacを 100－10000 L曝露し、その後、試料を XPSの分

析チャンバーに搬送し表面分析を行った。また、酸素を 100 L曝露した試料表面に対して、hfac

を 100－10000 L 暴露させて表面分析を行い、試表面上で吸着酸素の有無が試料表面における化

学結合状態にどのような違いが現れるか比較を行っ

た。 

[結果] 右図に示すのは、Ni表面に対し、hfacのみを

曝露させた場合と酸素(100L)を曝露させた後hfacを

曝露させた場合とでの hfac 吸着量に対する F1s の

強度の変化を表したものである。酸素を吸着表面の

フッ素の吸着量が上昇していることが明らかとなっ

た。講演では、hfac 吸着表面に対する Ar イオン照

射効果に関しても報告する。 
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